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Gasleitvorrichtung sowie Einrichtung und Verfahren zur Strukturierung oder Belichtung einer Oberflache mit 
dieser Gasleitvorrichtung 

Es wird eine Gasleitvorrichtung (5) mrt einem Rohr (14) 
mIt einem offenen Ende, einem zumindest weitgehend . 
gasdicht verschlossenen Ende und einer Gasvertei! ein- 
richtung (13) vorgeschlagen, mit der im Innenraum (15) 
des Rohres (14) eine zumindest weitgehend laminare, zu- 
mindest weitgehend stationare, von der Gasverteilein- 
richtung (13) in Richtung auf das offene Ende des Rohres 
(14) gerichtete Gasstromung erzeugbar ist. Welter wird 
eine Ein richtu ng ( 1 > zu r Struktu rierung oder Bel ichtu ng ei- 
ner Oberflache (18) eines Werkstuckes (17), insbesondere 
zur Mikrostruktu rierung von Metal Ischichten oder Poly- 
merschichten, vorgeschlagen, die eine Quelle fur elektro- 
magnetische Strah^ung und die vorgeschlagene Gasleit- 
vorrichtung (5) aufweist Schliefllich wird ein mit dieser 
Einrichtung (1) durchgefuhrtes Verfahren zur Strukturie- 
rung oder Belichtung der Oberflache (18) eines WerkstOk- 
kes(17) vorgeschlagen, wobei die Oberflache (18) zumin- 
dest bereichswelse der elektrorhagnetischen Strahlung 
ausgesetzt und gleichzeitig mit einem Gas bespult wird. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung beiriffi eine Gasleitvorrichtung, 
eine Rinrichiung 7.ur Strukturierung oder Belichlung einer 
Oberflache eines Werkstuckes sowie ein damit durchgefuhr- 
tes Verfahren, nach der Galiung der unabhangigen Anspru- 
che. 

Stand der Technik 

[0002] Bei der Strukturierung von Meiallschichien oder 
Polymerschichten mittels Lasersirahlung tritt vielfach das 
Problem auf, dass sich das abgetragene Material im Bereich 
der Abtragstelle als Kondensat (Debris) wieder nieder- 
schl^t, wo es fur viele technische Anwendungen siorend 
isi, Beispielsweise kann ein seiches Kondensat elekirische 
Kontaktwiderstande erhohen oder die Haftung einer nach ei- 
ner Strukturierung aufgcbrachtcn Dcckschicht vcrschlcch- 
tem. 

[0003] Zur Uberwindung dieses Problems bei der Struktu- 
rierung Oder Belichtung von Oberflachen mit Hilfe von lo- 
kal intensiver eleklromagnetischer Surahlung, insbesondere 
Laserstrahlung, ist bereits vorgeschlagen worden, eine Pro- 
zessgasspulung mit Helium vorzunehnien, so dass walirend 
des Slrukturierungsprozesses durch die Gasspulung eine Re- 
duzierung der Kondensatschichldicke bzw, eine Venninde- 
rung des Kondensatniederschlages erreicht wird. Dazu sei 
beispielsweise auf T. G. Tessier und G. Chandler "Compati- 
bility of Conunon MCD-D Dielectric with Scanning Laser 
Ablation via Generation Processes", IEEE Transactions On 
Components, Hybrids And Manufacturing Technology, Vol. 
16, No, 1, 1993, verwiesen. 

[0004] Dabei nutzt man vor alleni aus, dass aufgrund des 
geringen Atoragewichts von Helium die Ausbreitung der ini 
Bereich der zu slrukturierenden Oberflache abgetragenen 
Teilchen weniger gestort ist als an Luft, so dass eine groBere 
und somit weniger dichte Verteiiung des Kondensates er- 
folgt. Desweiteren konmit es aufgrund der groBen lonisie- 
rungsenergie von. Helium nur vereinzelt zur lonisierung 
durch. das einfallende Laserlicht bzw. in einem erzeugien 
Laserplasma, was ebenfalls zu einer groBeren Plasmaaus- 
dehnung fuhrt. 

[0005] Daneben ist aus "Materialbearbeitung mit Exci- 
merlasem", VDI-Technologiezenuiim Physikalische Tech- 
nologien, VDI-Verlag, Dusseldorf, Handbuchreihe "Laser in 
der Materialbearbeitung", Band 11, 1998, Seiten 251 bis 252 
bekannt, dass eine Schutzgasspulung bei der Strukturierung 
von Polymeren verhindert, dass der aus den Polymeren 
stammende Kohlenstoff in chemische Reaktionen involviert 
wird, die zu einem schwarzen Niederschlag auf der Abtrag- 
stelle und ihrer Umgebung fiihren. 
[0006] Bisher werden zur Gasspulung in der Regel Spiil- 
diisen oder Gasduschen eingesetzt, die in den Strahlengang 
der einfallenden Lasersirahlung gebracht werden, und die in 
einer Umgebung der Oberflache des zu slrukturierenden 
Werkstuckes eine Bespiilung mit einem Gas wie Helium 
vornehnien. Ein derarliger, bekannter Aufbau ist in Fig. 2 
dargestellt. Daneben ist auch bekannt, das Werkstuck in ei- 
ner Prozesskanmier anzuordnen, die entweder evakuiert 
Oder mit einem Inertgas gefuUt isu und die ein Fenster auf- 
weist, durch das die einfallende Laserstrahlung eintreten 
und auf die Oberflache des zu slrukturierenden bzw, zu be- 
lichtenden Werkstuckes einwirken kann. Einen solchen Auf- 
bau zeigtFig» 3. 



Vorleile der Erfindung 
[0007] Die erfindungsgemaBe Gasleitvorrichtung, die er- 



findungsgeniaBe Einrichrung mil dieser Gasleitvorrichtung 
und das erfindungsgemaBe Verfahren haben gegeniiber dera 
Stand der Technik den Vorteil, dass damit die Qualitat einer 
strukturienen oder belichteten Oberflache gegenuber be- 
5 kannten Einrichiungen bzw. Verfahren deutlich verbessert 
wird. Insbesondere kann eine Abscheidung von Kondensat 
in der Umgebung des strukturierten bzw. belichteten Berei- 
ches wirksam verhindert werden. 

[0008] Weiieriiin bei Beu-ieb der erfindungsgemaBen Gas- 
10 leitvorrichtung iiber die darin erzeugte laminare und slatio- 
nare Stromung erreichl, dass keine oder nur vemachlassig- 
bar geringe Dichtegradienten und vor alleni keine zeitlich 
unkontrollierbaren Dichteschwankungen ira Inneren des 
Rohres auftreten. Dies fuhrt zu einer besonders hohen Ab- 
15 bildungsgutebzw. einer besonders guten Strukturierungsge- 
nauigkeit eines beispielsweise durch diese Gasleitvorrich- 
tung hindurch gefuhrten Lasersirahls. 
[0009] Daneben werden durch die erfindungsgemaBe Gas- 
leitvorrichtung und die erfindungsgemaBe Enrichtung die 
20 Nachteile bekannter Spuleinrichtungen veniiieden. So wei- 
sen Spuldusen, die beispielsweise gemaB Fig. 1 an Umge- 
bungslufl belrieben werden, bei Verwendung von Gasen mit 
geringem Atonigewicht wie Helium den Nachreil auf, dass 
das aus der Spuldiise austretende Spiilgas Helium in der 
25 Umgebungsluft aufsleigt, wodurch es zu Durchniischungen 
mil Luft und zu unvemieidbaren Dichteschwankungen in- 
nerhalb der sich ausbildenden Gaswolke kommt, die unler 
■ anderem aufgrund von Luftstroniungen, die durch ein 
Raumgeblase oder Werkstiicktragerbewegungen verursacht 
30 sein kSnnen, keinen stationaren Zusiand einQehmen. Diese 
Dichteschwankungen bewirken dann lokal unterschiedliche 
und nicht reproduzierbare Brechungsindexschwankungen. 
Insofem komnit es bei Maskenabbildungsverfaliren, bei 
dem iiber einen Belichlungsprozess eine Maske auf die 
35 Oberflache eines Werkstuckes abgebildet wird, zu einer lo- 
kalen Beeinflussung der Abbildungsgute und der Struktur- 
genauigkeit-, d. h. wahrend manche Kanten scharf abgebildet 
werden, kommi es andemorts zu Unscharfeerscheinungen 
wie verrundeten Ecken. 
40 [0010] Zudeni ist bei einer derartigen Spuleinrichtung die 
ortliche Verteiiung der Unschaifcbereiche von dem im Mo- 
ment der Besirahlung herrschenden Zustand der Gaswolke 
abhangig, d. h. weder vorhersehbar noch reproduzierbar. 
[0011] Diese Nachteile werden durch die erfindungsge- 
45 maBe Gasleitvorrichtung uberwunden, in der eine weitge- 
hend laminare, zunundesi weitgehend stationare Gasstro- 
mung herrscht, die eine zuvedassige und produzierbare Ab- 
bildung bzw. Belichtung eines Werkstuckes mil durch die 
Gasleitvorrichtung gefiihrter elektromagnetischer Strah- 
50 lung, beispielsweise Laserstrahlung, erlaubt. 

[0012] Weiter werden durch die erfindungsgemaBe Gas- 
leitvorrichtung und die erfindungsgemaBe Einrichtung zur 
Strukturiemng oder Belichtung einer Oberflache auch der 
Nachteile von Prozesskammem gemaB Fig. 3 uberwunden, 
55 die zunachst evakuiert und anschlieBend mit einem Inerlgas 
befuUt werden mussen. Insofem kann bei Einrichiungen ge- 
' maB Fig. 3 zwar ein slationarer Zustand des Gases in der 
Prozesskammer eingesiellt werden, dies erfordert jedoch ei- 
nen erheblichen apparativen Aufwand. Zudem fuhren die 
60 notwendigen Evakuierungszeiten zu einer erheblich vergro- 
Berlen Taktzeit bzw. hoheren Kosten bei der Serienferti- 
gung. SchlieBlich haben Prozesskammem gemaB Fig. 3 
■ auch den Nachteil, dass eine Reduzierung der Abbildungs- 
gQte und ein Energieverlust an dem Werkstuck gegenuber 
65 angcordnctcn Eintrittsfcnstcr der Prozesskammer auftrclcn 
kann. 

[0013] Insgesaml bielet die erfindungsgemaBe Gasleitvor- 
richtung und die erfindungsgemaBe Einrichtung den Vorteil 
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einer lokalen Spiilung mil geringer Taktzeii bei gleichzeitig 
hoher Sirukturqualitat und Abbildungsgcnauigkcit. 
[0014] Voneilhafie Weilerbildungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den in den Unteranspruchen genannren MaB- 
nahinen. 

[0015] So isi besonders vorieilhafu wenn das erfindungs- 
geinaBe Verfahren niit einem Spiilgas niit gegeniiber Luft 
geringerein Atoiiigewichu insbesondere einem Inertgas wie 
Neon, Oder besonders bevorzugr^ Helium, durchgefuhrt 
wird. Auf diese Weise wird siiintliche Uingebungsluft von 
deni Spiilgas in der Gasleirvorrichtung verdrangt, so dass 
Mischfronien zwischen verschiedenen (lasen, beispiels- 
weise Helium und Luft, vermieden werden. 
[0016] Ein weiierer Vorteil der erfindungsgemiiBen Gas- 
leitvorrichlung ist die Moglichkeiu das obereEndedes Roh- 
res direkt durch eine Linse einer vorgeschalteten optischen 
Abbildungseinlieit zumindest weitgehend gasdicht zu ver- 
schlicBcn, so dass auf cin obcrcs Kamnicrcintrittsfcnstcr 
verzichtet werden kann. Dies ventieidet zusatzlich Abbil- 
dungsfehler und unerwiinschte Absorptionen. Daneben be- 
wirkt die erfindungsgemaBe Gas lei tvorrich lung in dieseni 
Fall bei Belrieb neben der Kondensalredukiion gleichzeilig 
auch eine Spiilung der Linse der optischen Abbildungsein- 
heiu so dass diese vor unerwunschten Ablagerungen ge- 
schulzL isl. 

[0017] Dariiber hinaus ist vorteilhaft, dass in deni Innen- 
raum des Rohres bzw. in dem Bereich der ringfomiigen 
Auslrittsoffnung zwischen Gasleitvorrichiung und Werk- 
stucktrager hohe Stromungsgeschwindigkeiien des Gases 
erreichbar sind, was zu einer weireren Verringerung von 
Niederschlag ftihrt.. So bewirken hohe Stromungsgeschwin- 
digkeiien, dass sich abgetragene Partikel in dem Spiilgas zu- 
nachst weit ausdehnen, bevor sie nach einer Abbremsung 
von der Gasstromung milgerissen werden, und sich so in der 
Regel auBerhalb des zu surukt.urierenden bzw. belichtenden 
Bereiches wieder niederschlagen. Dieser Effekt, der die ki- 
netische Energie des Spulgases nutzt, um Abtragspartikel 
vom Werksluck wegzutragen, tritt in einer Prozesskanimer 
nicht auf. 

[0018] Als besonders vorteilhaft hat. sich schlieBlich her- 
ausgestellt, wenn die Gasleitvorrichiung in einer Umgebung 
des gasdicht verschlossenen Ende des Rohres eine Gasver- 
leileinrichtung in Fonii einer ringfonnigen Gasdusche auf- 
weist, die mil einer Vielzahl von Auslrittslochern versehen 
ist. Liber die das die Gasstromung in dem Innenraum des 
Rohres her\'orrufende Gas eingeleitet wird. Auf diese Weise 
wird besonders dann, wenn das Verhaltnis des Austrittsquer- 
schnitls der Austrittslpcher zu dem Querschniu der Ringnui 
geeignet ausgelegt ist, an alien AustriUsoffnungen cin zu- 
mindest nahezu gleicher Gasdruck bzw. ein zumindest na- 
hezu gleicher Massenstrom des dort jeweils austretenden 
Gases erreicht, der zu einer besonders vorteilhaflen, weitge- 
hend achsensynuiietrischen, slationaren und laniinaren Gas- 
stromung von der Gasverieilereinrichtung in Richlung auf 
das oftene Ende des Rohres fiihrt. 

[0019] Eine derartige Siromung fiilirt zu einer besonders 
hohen Abbildungsgiite eines Laserstrahles, der iaber das mil 
der Linse bzw. der optischen Abbildungseinheit versehene 
geschlossene Ende des Rohres durch die ringfonnige (Jas- 
verteileinrichtung in die Gasleitvorrichiung eintritt, und auf 
ein in einer Umgebung des offenen Endes des Rohres ange- 
ordnetes Werkstiick abgebildet wird. 
[0020] Die erfindungsgemaBe Einrichtung eignet sich im 
tJbrigen besonders zurMikrosirukturierungoder hochprazi- 
scn Bclichlung von Mclallschichtcn odcr Polyracrschichtcn 
mil Hilfe eines Excimer-Lasers. 



Zeichnungen 

[0021] Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen und 
in der nachfolgenden Beschreibung naher eriautert. Die Fig. 
5 1 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel eines Teils einer erfindungs- 
geniaBen Einrichtung mil einer erfindungsgemaBen Gasleit- 
vonrichtung im Schnitt. Die Fig. 2 und 3 zeigen zwd aus 
dem Stand der Technik bekannte Ausfuhrungsfomien fur 
derariige Einrichiungen im Schniii. 

10 

Ausfuhrungsbeispiele 

[0022] Die Fig. 1 zeigt einen Tell einer Strukturierungs- 

einrichtung 1 zur Strukturierung oder Belichtung einer 

15 Oberflache 18 eines Werkstucks 17» das auf einem Werk- 
stucktrager 16 oder bevorzugt, wie dargesiellt, in einer Aus- 
nehmung 27 eines Werkstuckiragers 16 angeordnet ist. Kon- 
• krct isi das Werksluck 17 bcispiclswcisc cin Mctall odcr cin 
Silizium wafer, der oberflachlich mil einer zu strukturieren- 

20 den oder bereichsweise zu belichtenden Foiolackschichi 
bzw. allgeniein einer Poly merschichl Versehen ist. 
[0023] Die Fig. 1 zeigt weiier ein Rohr 14 mil einem dem 
Werksluck 17 zugewandten oftenen Ende und einem dem 
Werksluck 17 abgewandten, gasdicht verschlossenen Ende. 

25 Der Durchmesser des Rohres 14 isl so ausgefuhrt, dass er im 
Bereich des offenen Endes des Rohres 14 zumindest gleich, 
vorzugs weise jedoch deuilich groBer als die von der zu 
strukturierenden oder zu belichtenden Oberflache 18 des 
Werkstucks 17 eingenommene Flache isl. 

30 [0024] Im Bereich des gasdicht verschlossenen Endes des 
Rohres 14 isl in Fig. 1 eine optische Abbildungseinheit 10 
vorgesehen, die auf das Rohr 14 aufgesetzi isl, und in die 
niindestens eine Linse 11 integriert ist. Die Abbildungsein- 
heit 10 ist weiter auf ihrer dem Rohr 14 abgewandten Seite 

3.S zur gasdichten Abdichtung mil einem Einlriltsfenster 24 
versehen. Dieses Einu-ittsfenster 24 kann jedoch auch weg- 
gelassen werden, wenn die gasdichle Abdichtung des oberen 
Endes des Rohres 14 bereils durch die Linse 11 gewahrlei- 
ste! wird. 

40 [0025] Die Fig. 1 zeigt weiter, dass unterhalb der Linse 11 
im Bereich des oberen Endes des Rolires 14 eine Gasverteil- 
einrichtung 13 vorgesehen ist. Diese Gasverteileinrichlung 
13 ist in Fonn einer ringfonnigen Gasdusche ausgebildet, 
iiber die im erlauterten Beispiel in den Innenraum 15 des 

45 Rohres 14 Helium eingefuhrt wird. 

[0026] Die Wandung des Rohres 14 weisl weiier eine mit 
einer Gaszufiihrung 12 in Verbindung stehende, umlaufende 
Ringnui 25 auf, so dass das zugefiihrte Helium iiber die 
Ringnui 25 iiber den gesamlen Innenumfang des Rohres 14 

50 verteilbar, und iaber in der Gasverteileinrichtung 13 einge- 
brachte, mit der Ringnut 25 gasdurchgangig verbundene 
Auslrittslocher 26, die bevorzugt gleichmaBig und innerhalb 
einer Ebene liegend iiber den Umfang der Gasverteileinrich- 
tung 13 veneill sind, in den Innenraum 15 des Rohres 14 

55 eintritt. Bevorzugt isl das Verhaltnis des Austrittsquer- 
schnitts der Auslrittslocher 26 zu dem Querschnitt der Ring- 
nut 25 so ausgelegt, dass alien AusUittslochern 26 ein zu- 
mindest nahezu gleicher Gasdruck anliegt und/oder ein zu- 
mindest nahezu gleicher Massenstrom des eingeleiteten He- 

60 liunis don jeweils austritl. Auf diese Weise wird bereits 
durch die Gasverteileinrichtung 13 eine achsensymmetri- 
ische Stromung in dem Innenraum 15 des Rohres 14 erreicht. 
[0027] Insgesaint bildet das Rohr 14 mit der Gasverteil- 
einrichtung 13 und der Abbildungseinheit 10, auf die gege- 

65 bcncnfalls auch verzichtet werden kann, wobci das obcrc 
Ende des Rohres 14 dann beispielsweise lediglich durch das 
Eintriitsfenster 24 verschlossen wird, eine Gasleitvonrich- 
tung 5. In dieser bildet sich bei kontinuierlichem, gleichma- 
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Bigem Zufuhren von Helium in dem Innenrauni 15 des Roh- 
res 14 iiber die Gaszufuhrung 12 eine laminare, siaiionare 
Gasslroinung in Richtung auf das otfene Ende des Rohres 
14 auR. Dahei spiill diese Gasstromung gleichzeitig die 
Linse 11 und verhindert dort. unerwunschte Ablagerungen. 5 
[0028] Die von der Gasverteileinrichtung 13 ausgehende. 
laminare, stationare Gasstroniung im Inneren der Gasleit- 
vorrichtung 5 trifft bei der gezeiglen Anordnung der Gasleit- 
vorrichiung 5 gegenuber deni Werksiuck 17 bzw. dem 
Werkstiicklrager 16 auf die zu strukturierende bzw. zu be- 10 
lichiende Oberflache 18 des Werkstucks 17 auf, und spult 
von don entsiehende Partikel bzw. Ablagerungen fort. Dazu 
ist vorgeselien, dass das offene Ende des Rohres 14 der Gas- 
leiivorrichlung 5 in unmittelbarer Nahe zu der Oberflache 
18 des Werkstuckes 17 dieser gegenuber endet, wobei zwi- 15 
schen dein Werkstiicklrager 16 und der Gasleitvorrichtung 5 
eine bevorzugt ringfbnmge Austritisoffnung 19 vorgesehen 
isi, durch die das im Inncnraum 15 des Rohres 14 stromcndc 
Gas ausiritt. 

[0029] Zu der Sirukturierungseinrichtung 1 gehort weiter 20 
eine nichi dargesiellte, an sich bekannte Quelle fur elektro- 
niagnetische Sirahlung. Diese Quelle isi beispielsweise ein 
Laser, insbesondere ein Excimer-Lasen Die von diesem La- 
ser ausgehende elekiromagnetische Strahlung wird bei der 
Siruklurierungseinrichlung 1 durch die oplische Abbil- .25 
dungseinheit 10 auf die Oberflache 18 des Werksluckes 17 
abgebildct, wobci der Strahlengang durch das Rchr 14 und 
durch die ringfomiig ausgebildete Gasverteileinrichtung 13 
verlaufi. Somii kann iiber die einfallende Laserstrahlung 
eine prinzipiell bekannte Strukturierung der Oberflache 18 30 
Oder eine bereichsweise Belichlung eines Fotolackes auf der 
Oberflache 18 des Werkstuckes 17 vorgenommen werden. 
[0030] lai tJbrigeii sei noch erwahni^ dass durch die ge- 
ringe Dichte von Helium gegenuber Luft das eingeleitete 
Spulgas Helium in der Gasleitvorrichtung 5 zunachst auf- 35 
steigu und dann von der Linse 11 bzw. dem Eintiittsfenster 
24 zum Ausstromen im Bereich des offenen Endes des Roh- 
res 14 gezwungen wird. Dabei werden eventuell noch vor- 
handene Luftmolekuie im Inneren 15 der Gasleitvorrichtung 
5 durch das Spulgas verdrangi, so dass sich ini weiiaus groB- 40 
ten Bereich des Innenraumes 15 des Rohres 14 ein nahezu 
station arer Stroinungszustand einstellt, was zu sehr guten 
Abbildungsergebnissen fCihrt. 

[0031] Zudem eignei. sich die beschriebene Strukturie- 
rungseinrichtung 1 bzw. die beschriebene Gasleitvorrich- 45 
tung 5 besonders zur lokalen Spulung der Oberflache 18 des 
Werkstuckes 17 mit geringer Taktzeit. 
[0032] Die Fig. 2 erlautert eine aus dem Stand der.Technik 
bekannte Strukturierungseinrichtung, wobei zwischen einer 
optischen Abbildungseinheil 10 und dem Werkstuckurager 50 

16 mit der^u bearbeitenden Oberflache 18 des Werksiiicks 

17 eine Spiilduse 13' in Form einer ringtormigen Gasdusche 
angeordnet ist Mit dieser ringfonnigen Gasdusche wird 
eine Bespulung der Oberflache 18 des Werkstucks 17 iiber. 
eine Gaszufuhrung 12 vorgenommen, wobei sich eine Gas- 55 
wolke 20 zwischen der Abbildungseinheil 10 und der Werk- 
stiickoberflache 18 ausbildet. 

[0033] Die Fig. 3 zeigt eine ebenfalls aus dem Stand der 
Technik bekannte Strukturierungseinrichtung, wobei eine 
evakuierbare oder mit einem Prozessgas fuUbare Kanmier 60 
21 vorgesehen ist, in deren Innenraum 22 sich ein Inerlgas 
wie Helium befindet. Die Kanuner 21 ist weiter auf ihrer der 
Werkstuckoberflache 18 gegenuberliegenden Seite mit ei- 
nem optisch transparenten Fenster 23 versehen, so dass uber 
die Abbildungscinhcit 10 die Werkstuckoberflache 18 durch 65 
das Fenster 23 hindurch mit einer Laserstrahlung beauf- 
schlagt werden kann. 



Patentanspriiche 

1 . Gasleitvorrichtung mit einem Rohr (14) mit einem 
oflPenen Ende und einem zumindest weitgehend ga<;- 
dicht verschlossenen Ende, und mit einer Gasverteil- 
einrichtung (13), mit der in dem Innenraum (15) des 
Rohres (14) eine zumindest weitgehend laminare, zu- 
mindest weitgehend stationare, von der Gasverteilein- 
richtung (13) in Richtung auf das offene Ende des Roh- 
res (14) gerichtete Gasstromung erzeugbar ist. 

2. Gasleitvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die ( Jasverteileinrichtung (13) in ei- 
ner Umgebung des gasdicht verschlossenen Endes des 
Rohres . (14) angeordnet und in Fon"n einer Gasdusche, 
insbesondere einer ringformigen Gasdusche ausgobil- 
det ist, die mit einer Gaszufuhrung (12) in Verbindung 
steht. 

3. Gasleitvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gc- 
kennzeichnet, dass die ringtormige Gasdusche iiber 
eine in das Rohr (14) eingebrachte umlaufende Ringnut 
(25) mit der Gaszufuhrung (12) verbunden isi, wobei 
die ringformige Gasdusche eine Vielzahl von Austritts- 
lochem (26) aufweist, fiber die ein die Gasstromung 
hervorufendes Gas in den Innenraum (15) des Rohres 
(14) einleilbar ist. 

4. Gasleitvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Austritlslocher (26) gleichma- 
Big iiber den Umfang der ringformigen Gasdusche ver- 
teilt sind, und dass das Verhaltnis des Austrittsquer- 
schnitts der Austritlslocher (26) zu dem Querschniit 
der Ringnut (25) so ausgelegt isU dass an aUen Aus- 
tritisoffnungen (26) ein zumindest nahezu gleichcr 
Gasdruck anliegt und/oder zumindest nahezu gleiche 
Massenstrome eines eingeleiteten Gases austreten. 

5. Gasleitvorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasver- 
teileinrichtung (13) derart ausgebildet und angeordnet 
ist, dass sich in dem Rohr (14) bei kontinuierlicher, 
gleichmaBiger Gaszufuhr eine achsensymmetrische, 
stationare und laminare Gasstromung einstellt 

6. Gasleitvorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das gasdicht 
verschlossene Ende des Rohres (14) mit einem Ein- 
trittsfenster (24) tlir elektromagnetische Strahlung und/ 
Oder einer optischen Abbildungseinheit (10) versehen 
ist, die insbesondere auch den gasdichlen Verschlusses 
des Ende des Rohres (14) gewahrleistet 

7. Gasleitvorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die oplische 
Abbildungseinheit (10) derart ausgebildet ist, dass eine 
darauf einfallende elektromagnetische Strahlung von 
dem geschlossenen Ende des Rohres (14) durch die 
Gasverteileinrichtung (13) und das Rohr (14) gefuhrt 
wird, und im Bereich des offenen Endes des Rohres 
(14) aus diesem austritt. 

8. Gasleitvorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, wobei die optische Abbildungseinheit (10) 
mindestens eine Linse (11) aufweist, die die eleklroniar 
gnetische Strahlung auf einen Bereich in der Umge- 
bung des offenen Endes des Rohres (14) abbildet. 

9. Einrichtung zur Strukturierung oder Belichtung ei- 
ner Oberflache (18) eines Werkstuckes (17), insbeson- 
dere von Metallschichten oder Polymerschichten, mit 
einer Quelle fur elektromagnetische Sirahlung, die die 
Oberflache (18) zumindest bereichsweise bcaufschlagt, 
und einer Gasleitvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, 

• dass eine Gasleitvorrichtung (5) nach einem der voran- 
gehenden Anspruche vorgesehen ist. 
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10. Einrichrung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnel, dass die Quelle ein Laser, insbesondcre ein 
Excimer-Laser ist, wobei eine von diesem ausgehende 
elekrromagnensche Sirahlung zimiindest. teilweiKe 
dutch die Gasleiivorrichlung (5) gefiihrt isl. 5 

11. Einrichiung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnel, dass der Durchniesser des Rohres (14) 
der Gasleitvorrichtung (5) an seinem oftenen Ende zu- 
inindesi glcich, vorzugsweise deurlich groBer als die 
von der zu strukturiere^iden oder zu belichtenden Ober- lO 
flache des Werksliickes (17) eingenoiniuene Flache ist. 

12. Einrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkstiickirager (16) 
vorgesehen is!, auf dein das Werkstiick (17) angeordnet 
Oder in das das Werkstiick (17) im Bereich einer Aus- 13 
nehinung (27) in den Werkstucktrager (16) eingeseizi 
ist. 

13. Einrichtung nach cincm der Anspruchc 9 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass das offene Ende des 
Rohres (14) der Gasleitvorrichtung (5) in unmitteibarer 20 
Nahe zu der Oberflache (18) des Werksluckes (17) die- 
ser gegenuber endet, und wobei zwischen dem Werk- 
stucktrager (16) und der Gasleitvorrichtung (5) eine 
insbesondere ringfomiige AustrittsofFnung (19) vorge- 
sehen isu durch die das iiii Innenraum (15) des Rohres 25 
(14) sironiende Gas austriu.. . 

14. Verfahren zur Strukturierung oder Belichtung der 
Oberflache (18) eines Werksluckes (17), insbesondere 
zur Mikrostrukturierung einer Metallschicht oder einer 
Polymerschicht, niittels elektromagnetischer Strah- 30 
lung, wobei die Oberflache (18) zumindest bereichs- 
weise der elektromagneiischen Strahlung ausgeseizt 
und gleichzeitig niit cineiu Gas bespulr wird, dadurch 
gekennzeichneu dass eine Einrichtung (1) nach einem 
der Anspriiche 9 bis 13 eingesetzt wird, 35 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Spulgas ein Gas mil gegenuber Luft 
geringerein Alonigewichl, insbesondcre ein Inerlgas 
wie Helium oder Neon, eingesetzt wird. 

16. Verfaliren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 40 
kcnnzeichnel, dass die Oberflache (18) iiber die Gas- 
leitvorrichtung (5) derart mitdem Spulgas beaufschlagt 
wird, dass in dem belichteten oder strukturierten Be- 
reich der Oberflache (18) des Werksluckes (17) mitlels 
der einfallenden eleku-omagnetischen Sirahlung abge- 45 
tragene Pariikel weggespult und sich zumindest weit- 
gehend erst auBerhalb dieses Bereiches wieder nieder- 
schlagen. 
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